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8:00-11:15  Fundamentals of Chemical Technology (Lc) s.114 X dr inż. Martyna Rzelewska-Piekut

Chemical Engineering (C ) s. 4 hala A22
dr hab. inż. Sylwia Różańska 
Chemical Engineering (P ) s. 4 hala A22
dr hab. inż. Sylwia Różańska 

11:45-15:30 Chemical Enginnering (Lc) s. hala A22
dr hab. inż. Sylwia Różańska

17:30-20:30 Technology of Polymeric Materials (Lc) s. 104B (dr inż. Paulina Jakubowska, dr inż. 
Aleksandra Grząbka Zasadzińska)
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11:15-14:15 Inorganic Chemical Technology (Lc) s.314A X  dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk / dr inż. Jakub 
Zdarta

Inorganic Chemical Technology (C ) s.016B
dr hab. inż. Filip Ciesielczyk

Technology of Polymeric Materials (C ) s. 202A (21.10 without lecture)
dr inż. Piotr Gajewski

Fundamentals of Chemical Technology (C ) s. 101C dr inż. Katarzyna Dopierała/dr inż. Monika 
Rojewska 

Inorganic Chemical Technology (P) s.303C X dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski

Technology of Polymeric Materials (Pc) s. 306C Y dr inż. Katarzyna Szcześniak
Fundamentals of Chemical Technology (Pc) s. 306C X dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP 
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Chemical Technology III rok studia stacjonarne I stopnia
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Inorganic Chemical Technology (Pc) s.303C (second half of semester)
dr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska
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Technology of Polymeric Materials (P) s. 202A (21.10 without project)
dr inż. Piotr Gajewski
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